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【国際特許分類】
   Ｃ０２Ｆ   1/28     (2006.01)
   Ｃ０１Ｆ  17/00     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  20/06     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  20/28     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０２Ｆ    1/28     　　　Ｅ
   Ｃ０１Ｆ   17/00     　　　Ａ
   Ｃ０２Ｆ    1/28     　　　Ｂ
   Ｂ０１Ｊ   20/06     　　　Ａ
   Ｂ０１Ｊ   20/28     　　　Ｚ
   Ｃ０１Ｆ   17/00     　　　Ｇ

【手続補正書】
【提出日】平成30年3月8日(2018.3.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水性流からヒ素を除去するための方法であって、
　酸化セリウム（ＩＶ）組成物をヒ素含有水性流と接触させる工程であって、下記の（ｉ
）～（ｖ）：
（ｉ）前記酸化セリウム（ＩＶ）組成物は、ｐＨ７で１６ｍＶ以下かつ１ｍＶ超のゼータ
電位を有する；
（ｉｉ）前記酸化セリウム（ＩＶ）組成物は、１ｎｍ超かつ１９ｎｍ未満の微結晶サイズ
を有する；
（ｉｉｉ）前記酸化セリウム（ＩＶ）組成物は、０．０００１酸点／ｋｇ超かつ０．０２
０酸点／ｋｇ未満の酸点濃度を有する；
　（ｉｖ）前記酸化セリウム（ＩＶ）組成物は、ｐＨ８．８超の等電点を有する；および
　（ｖ）前記酸化セリウム（ＩＶ）組成物は、前記ヒ素含有水性流中の４４０ｐｐｂ以下
のヒ素（ＩＩＩ）初期濃度において、１７．１ｍｇＡｓ（ＩＩＩ）／ｇＣｅＯ２超のヒ素
（ＩＩＩ）除去能力を有する
が当てはまる、該工程を含み、
　前記酸化セリウム（ＩＶ）組成物を前記ヒ素含有水性流と接触させる前記工程は、ヒ素
含有水性流からヒ素の一部を除去する、方法。
【請求項２】
　前記ヒ素は、亜ヒ酸塩およびヒ酸塩の一方または両方を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記酸化セリウム（ＩＶ）組成物は、０．５～５ｐｐｂの平衡亜ヒ酸塩濃度について亜
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ヒ酸塩に対する２．１～６．０ｍｇ／ｇの負荷能力を有し、前記酸化セリウム（ＩＶ）組
成物は０．５～２．５ｐｐｂの平衡ヒ酸塩濃度についてヒ酸塩に対する０．１～０．２ｍ
ｇ／ｇの負荷能力を有する、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　下記（ｖ）～（ｖｉｉｉ）：
（ｖ）前記酸化セリウム（ＩＶ）組成物は、ｐＨ７で、７．５ｍＶ超かつ１２．５ｍＶ以
下の前記ゼータ電位を有する；
（ｖｉ）前記酸化セリウム（ＩＶ）組成物は、０．５μｍ超かつ４μｍ以下の粒径Ｄ１０

を有する；
（ｖｉｉ）前記酸化セリウム（ＩＶ）組成物は、２μｍ超かつ２０μｍ以下の粒径Ｄ５０

を有する；および
（ｖｉｉｉ）前記酸化セリウム（ＩＶ）組成物は、１２μｍ超かつ５０μｍ以下の粒径Ｄ

９０を有する；
ことのうちの１つ以上が当てはまる、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記酸化セリウム（ＩＶ）組成物は、Ｃｅ（ＩＶ）Ｏ２以外の希土類酸化物を含み、Ｃ
ｅ（ＩＶ）Ｏ２以外の前記希土類酸化物は、前記酸化セリウム（ＩＶ）組成物の４０重量
％以下を構成する、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　酸化セリウム（ＩＶ）は、シルコン、チタニウムおよびジルコニウムのうちの１つ以上
を含む任意の添加された非希土類物質を含まない、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記酸化セリウム（ＩＶ）組成物は、０．５～５ｐｐｂの平衡亜ヒ酸塩濃度について亜
ヒ酸塩に対する２．１～６．０ｍｇ／ｇの負荷能力を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記酸化セリウム（ＩＶ）組成物は、０．５～２．５ｐｐｂの平衡ヒ酸塩濃度について
ヒ酸塩に対する０．１～０．２ｍｇ／ｇの負荷能力を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　水性流からヒ素を除去するための方法であって、
　酸化セリウム（ＩＶ）組成物をヒ素含有水性流と接触させる工程であって、下記条件（
ｉ）～（ｖ）：
（ｉ）前記酸化セリウム（ＩＶ）組成物は、ｐＨ７で１６ｍＶ以下かつ１ｍＶ超のゼータ
電位を有する；
（ｉｉ）前記酸化セリウム（ＩＶ）組成物は、０．０００１酸点／ｋｇ超かつ０．０２酸
点／ｋｇ未満の酸点濃度を有する；
（ｉｉｉ）前記酸化セリウム（ＩＶ）組成物は、ｐＨ８．８超の等電点を有する；
（ｉｖ）前記酸化セリウム（ＩＶ）組成物は、下記（ａ）～（ｃ）：
　（ａ）０．５μｍ超かつ４μｍ以下の粒径Ｄ１０を有する；
　（ｂ）２μｍ超かつ２０μｍ以下の粒径Ｄ５０を有する；および
　（ｃ）１２μｍ超かつ５０μｍ以下の粒径Ｄ９０を有する；
　の少なくとも１つを満たす；並びに
（ｖ）前記酸化セリウム（ＩＶ）組成物は、前記ヒ素含有水性流中の４４０ｐｐｂ以下の
ヒ素（ＩＩＩ）初期濃度において、１７．１ｍｇＡｓ（ＩＩＩ）／ｇＣｅＯ２超のヒ素（
ＩＩＩ）除去能力を有する；
　が当てはまる、該工程を含み、
　前記酸化セリウム（ＩＶ）組成物を前記ヒ素含有水性流と接触させる前記工程は、ヒ素
含有水性流からヒ素の一部を除去する、方法。
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